inhalt

R Feierag
A. Oelmann
R Mann

E. Steffens

J. Segner und
R Langfeld

W Maurer

S. Pongratz und
R Dammel

U. Mescheder und
K. Wemer

H. Wahlers

M. Fischer und
H. Klemp

BegriBung und Einleitung
Automatisierung der Maskenherstellung
CAM in der Maskentechnik

Statistische ProzeBkontrolle

Direkt beschreibbare Photomasken

Maskenschreiben mit Laser

Hochempfindliche Elekironenstrahlresists
Submikrometer Linienbreitenmetrologie hoher Genavigkeit

Klassifikation und Vermessung von Defekten

Qualitatssicherung von Masken und Retikeln
in Scheibenferfigungen

Referenten und Veranstalter

Seite

63
87
97

116
137

155

191

205
217



